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光 刻 装置 和 器 件 制 造 方法 
[57] 摘要 

一 种 光 刻 投影 装置 ， 其 设置 成 使 用 投影 系统 来 
将 图 案 从 图 案 形 成 装置 投射 到 衬 底 上 ， 其 有 设置 成 
可 将 液体 供给 到 所 述 投影 系统 与 衬 底 之 问 的 空间 中 
的 液体 供给 系统 ， 还 包括 液体 去 除 系统 ， 所 述 液体 
去 除 系统 包括 : 具有 与 存在 有 液体 的 体积 相 邻 的 敞 
开端 的 导管 ， 位 于 所 述 导 管 的 端 部 与 所 述 体积 之 间 
的 多 孔 件 ;设置 成 可 在 所 述 多 孔 件 上 形成 压力 差 的 
抽 吸 装置 ， 和 至 少 部 分 地 围绕 着 所 述 空间 的 构件 ， 
所 述 导 管 包括 处 于 所 述 构件 的 朝向 衬 底 的 表面 中 的 
凹 部 ， 所 述 多 和 孔 件 封闭 了 所 述 目 部， 记述 多 孔 件 具 
有 直径 处 于 5 # 50 微米 的 范围 内 的 孔 。 本 发 明 还 
提供 了 一 种 器 件 制造 方法 。 
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1. 一 种 光 刻 投影 装置 ， 其 设置 成 使 用 投影 系统 来 将 图 案 从 图 案 形成 
装置 投射 到 衬 底 上 , 具有 设置 成 可 将 液体 供给 到 所 述 投影 系统 与 讨 底 之 间 
的 空间 中 的 液体 供给 系统 , 还 包括 液体 去 除 系统 , 所 述 液 体 去 除 系统 包括 : 
具有 与 存在 有 液体 的 体积 相 邻 的 洛 开 端的 导管 ; 

位 于 所 述 导 管 的 端 部 与 所 述 体积 之 间 的 多 孔 件 ; 

设置 成 可 在 所 述 多 孔 件 上 形成 压力 差 的 抽 吸 装置 ; 和 

至 少 部 分 地 围绕 着 所 述 空 间 的 构件 , 所 述 导管 包括 处 于 所 述 构 件 的 朝 
向 衬 底 的 表面 中 的 上 四部， 所 述 多 孔 件 封闭 了 所 述 凹 部 ; 

所 述 多 孔 件 具有 直径 处 于 5 至 50 微米 的 范围 内 的 孔 。 

2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 上 所 述 液体 去 除 系统 设 
置 成 可 从 与 所 述 空间 相 邻 的 体积 中 去 除 液 体 。 

3. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 构 件 形成 了 围绕 
着 所 述 空间 的 封闭 环 ， 所 述 四 部 团 绕 着 整个 所 述 构件 延伸 。 

4. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 构件 还 包括 气体 
供给 回路 , 其 具有 处 于 朝向 裤 底 的 表面 中 的 出 口 以 形成 气 刀 ， 以便 从 所 述 
衬 底 表 面 中 去 除 残留 液体 ， 所 述 气 刀 位 于 所 述 止 部 的 径 网 外 侧 。 

5. 根据 权利 要 求 4 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 构件 还 包括 气体 
抽取 回路 ， 其 具有 位 于 所 述 止 部 与 气 刀 之 间 的 入 口 。 

б. 根据 权利 要 求 4 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 构件 还 包括 气体 
抽取 回路 ， 其 具有 位 于 所 述 气 刀 径 向 外 侧 的 入 口 。 

7. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 上 所 述 构件 还 包括 气体 
供给 回路 ， 其 具有 处 于 朝向 衬 底 的 表面 中 的 出 口 ， 以 便 形成 气体 文 承 以 至 
少 部 分 地 支撑 构件 的 重量 ， 所 述 气体 支承 位 于 所 述 四 部 的 径 向 内 侧 。 

8. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 在 所 述 衬 底 定位 在 所 
述 构件 之 下 时 ， 所 述 构件 被 支撑 在 衬 底 之 上 的 处 于 从 50 到 300 微米 范围 
内 的 高 度 处 。 

9. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 导管 包括 位 于 所 
述 构件 的 背离 衬 底 的 表面 中 的 另 一 目 部 ， 所 述 多 孔 件 封闭 了 历 述 妃 一 加 
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部 。 

10. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 液体 去 除 系统 包 
括 液 体 / 气体 分 离 上 导管 ， 所 述 导 管 包括 延伸 到 所 述 歧 管 下 部 中 的 管 。 

11. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 光 刻 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 多 孔 件 是 亲 


水 性 的 。 
12. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 光 刻 装置 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 多 孔 件 是 带 
孔 的 板 。 


13. 一 种 器 件 制造 方法 ， 包 括 : 

采用 投影 系统 来 将 图 案 化 的 辐射 光束 经 由 液体 投射 到 衬 底 上 

提供 导管 ， 所 述 导管 具有 与 存在 有 液体 的 体积 相 邻 的 敞开 端 ; 

提供 至 少 部 分 地 围绕 着 所 述 投影 系统 与 衬 底 之 间 的 空间 的 构件 ， 和 

通过 多 孔 件 上 提供 压力 差 来 从 某 一 体积 中 除去 液体 , А РИЯ ТЫ 
位 于 所 述 导 管 的 端 部 与 所 述 体 积 之 间 ， 

其 中 所 述 导管 包括 处 于 所 述 构 件 的 朝 问 衬 底 的 表面 中 的 四 部 , 利用 所 
述 四 部 从 所 述 体积 中 去 除 液体 ， 所 述 多 孔 件 封闭 了 所 述 四 部 ; 

并 且 所 述 多 孔 件 具有 直径 处 于 5 至 50 微米 的 范围 内 的 孔 。 

14. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 方法 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 体积 邻近 于 包 
括 有 图 案 化 光束 可 经 其 来 进行 投射 的 液体 的 空间 。 

15. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 方法 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 构 件 形成 了 转 
绕 着 所 述 空间 的 封闭 环 ， 所 述 四 部 围绕 着 整个 所 述 构 件 延 伸 。 

16. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 方法 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 方法 还 包括 向 
所 述 构 件 的 朝向 衬 底 的 表面 中 提供 气体 以 形成 气 刀 , 以 便 从 所 述 衬 底 的 表 
面 中 去 除 残 留 液体 ， 所 述 气 刀 在 所 述 凹 部 的 径 向 外 侧 的 位 置 处 来 供给 。 

17. 根据 权利 要 求 16 所 述 的 方法 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 方法 还 包括 从 
所 述 四 部 和 和 气 刀 供给 位 置 之 间 的 位 置 中 去 除 气体 。 

18. 根据 权利 要 求 16 所 述 的 方法 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 方法 还 包括 从 
位 于 气 刀 供 给 位 置 的 径 癌 外 侧 的 位 置 中 去 除 气 体 。 

19. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 方法 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 方法 还 包括 辣 
所 述 构件 的 朝向 衬 底 的 表面 中 供给 液体 ， 以 便 形 成 液体 支承 以 至 少 部 分 
地 文 撑 所 述 构件 的 重量 ， 所 述 液体 在 所 述 目 部 的 径 同 内 侧 的 位 置 处 来 供 
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给 。 


20. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 方法 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 方法 还 包括 将 
所 述 构件 支撑 在 押 述 衬 底 之 上 的 处 于 从 50 到 300 微米 范围 内 的 高 度 处 。 

21. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 方法 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 方法 还 包括 利 
用 所 述 构件 的 背离 衬 底 的 表面 中 的 另 一 凸 部 来 从 所 述 体积 中 去 除 液体 ， 
所 述 多 孔 件 封闭 了 所 述 必 一 旧部 。 

22. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 方法 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 方法 还 包括 通 
过 延伸 到 包括 所 述 体积 的 液体 / 气体 歧 管 的 下 部 中 的 管 从 所 述 体积 中 去 
除 液体 。 

23. 根据 权利 要 求 13 所 述 的 方法 ， 其 特征 在 于 ， 所 述 多 孔 件 是 带 孔 的 
板 。 
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光 刻 装置 和 器 件 制造 方法 


技术 领域 
本 发 明 涉 及 一 种 光 刻 装置 ， 以 及 一 种 用 于 制造 器 件 的 方法 。 


背景 技术 

光 刻 装置 是 可 在 衬 底 、 通 常 是 衬 底 的 目标 部 分 上 施加 所 需 图 娄 
的 机 器 。 光 刻 装 置 例如 可 用 于 集成 电路 (IC) 的 制造 中 。 在 这 种 情况 下 ， 
可 采用 图 全 形成 装置 来 产生 将 形成 于 IC 的 单个 层 上 的 电路 图 案 ， 该 
图 案 形 成 装置 也 称 为 掩 神 或 分 划 板 。 该 图 案 可 被 转移 到 衬 底 ( 如 硅 
2... МВ) Б. В 

常 借助 于 成 像 到 设 于 衬 底 上 的 一 层 辐射 敏感 材料 ( 抗 蚀 剂 ) 上 来 
实现 。 通 常 来 说 ， 单 个 衬 底 包 含 被 连 乡 е 
的 网 络 。 已 知 的 光 刻 装置 包括 所 谓 的 步 进 器 ， 其 中 通过 将 整个 图 案 
一 次 性 地 曝光 在 目标 部 分 上 来 照射 各 目标 部 分 ， 还 包括 所 谓 的 扫描 
器 ， 其 中 通过 沿 给 定 方向 ( “扫描 ”方向 ) 由 辐射 光束 来 打 描 图 案 
хатнтадатнтизеняен уњда 
标 部 分 。 还 可 以 通过 将 图 案 压 印 在 衬 底 上 来 将 图 案 从 图 案 形成 装置 
ы 

经 提出 了 可 将 光 刻 投影 装置 中 的 衬 底 浸 入 到 具有 相对 较 高 折 

本 以 便 填 充 投影 系统 的 最 后 元 件 与 衬 底 之 间 的 空 
间 。 其 目的 是 成 像 较 小 的 特征 ， 这 是 因为 曝光 辐射 在 液体 中 将 县 有 
更 短 的 波长 (液体 的 歼 时 还 被 认为 是 增加 了 系统 的 有 效 数 值 孔径 
GNA)， 并 且 增 大 了 聚焦 深度 ) 。 还 已 经 提出 了 上 其它 的 浸 液 ， 包 括 其 
中 天 浮 有 固体 颗粒 ( 如 石英 ) 的 水 。 

然而 ， 将 衬 底 或 衬 底 及 衬 底 台 浸 入 在 液体 池 (例如 可 见 美 国 专 
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利 US 4509852， 其 通过 引用 整体 地 结合 于 本 文中 ) 意味 着 ， 在 扫描 
2 о. 这 就 要 求 有 额外 的 或 更 大 功 
率 的 电动 机 ， 液 体 中 的 涡流 可 能 会 导致 不 希望 有 的 和 无 法 预测 的 效 


(224 
不 。 


针对 液体 供给 系统 所 提出 的 一 种 解决 方案 是 ， 仅 在 衬 底 的 局 部 
区 域 上 以 及 在 投影 系统 的 最 后 元 件 与 衬 底 ( 衬 底 通 常 具有 比 投影 系 
统 的 最 后 元 件 更 大 的 表面 积 ) 之 间 提 供 液体 。 在 РСТ 专利 申请 No. 
WO99/49504 中 公开 了 已 经 提出 的 针对 此 而 设置 的 一 种 解决 方案 ， 其 
通过 引用 整体 地 结合 于 本 文中 。 如 图 2 和 3 所 示 ， 液 体 经 由 衬 底 上 
的 至 少 一 个 入 口 IN 且 优 选 沿 着 衬 底 相对 于 最 后 元 件 的 运动 方向 来 供 
给 ， 并 且 在 已 经 在 投影 系统 下 方 通过 之 后 经 由 至 少 一 个 出 口 OUT Ж 
出 。 这 就 是 说 ， 当 衬 底 在 元 件 下 方 沿 着 -X 方向 被 扫描 时 ， 液 体 在 元 
件 的 +X 侧 供给 并 且 在 -X 侧 被 吸 走 。 图 2 示意 性 地 显示 了 这 一 设置 ， 

其 中 液体 经 由 入 口 IN 来 供给 ， 并 且 经 由 与 低压 源 相 连 的 出 口 OUT 
кылый с. агат канын 
件 的 运动 方向 来 供给 ， 但 这 在 此 例 中 不 是 必须 的 。 入 口 和 出 口 可 具 
有 园 绕 着 最 后 元 件 的 各 种 定位 和 数量 ， 在 图 3 中 显示 了 一 个 例子 ， 
其 中 围绕 着 最 后 元 件 以 规则 的 图 案 设置 了 位 于 各 侧 上 的 四 组 入 口 和 
出 口 。 


发 明 内 容 

在 这 里 所 介绍 的 浸入 式 光 刻 装置 中 ， 浸 液 的 去 除 通常 涉及 到 两 
相 流动 ， 即 浸 液 与 周围 气体 (如 空气 ) 或 来 自用 于 限制 浸 液 的 气 封 
的 气体 相 混合 。 这 种 两 相 流动 不 是 很 稳定 ， 尤 其 是 在 采用 较 大 压力 
差 来 产生 用 于 限制 浸 液 的 强劲 气流 或 保证 所 有 液 依 均 被 收集 起 来 
时 ， 这 样 所 司 55 a 高 压气 流 还 可 能 会 使 残留 在 
АЖ аржак, TATARE., Ља] РАФА, 
流 还 会 影响 衬 底 台 位 置 测 量 的 精度 ， 这 是 因为 干涉 仪 对 干涉 光束 路 
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径 中 的 气体 的 折射 率 变化 十 分 敏感 ， 这 种 变化 例如 可 因 温 度 、 压 力 
和 湿度 的 变化 所 引起 ， 

因此 ， 例 如 提供 一 种 用 来 从 衬 底 附 近 有 效 地 除去 液体 且 不 会 产 
生 显著 的 振动 或 其 它 干扰 的 装置 将 会 是 有 利 的 。 

根据 本 发 明 的 一 个 方面 ， 提 供 了 一 种 光 刻 投影 装置 ， 其 设置 成 
可 使 用 投影 系统 来 将 图 案 从 图 案 形 成 装置 投射 到 衬 底 上 ， 县 有 设置 
成 可 将 液体 供给 到 投影 系统 与 衬 底 之 间 的 空间 中 的 液体 供给 系统 ， 
还 包括 液体 去 除 系统 ， 包 括 : 

具有 与 液体 可 能 存在 的 体积 相 邻 的 敞开 端的 导管 ; 

位 于 导管 端 部 与 该 体积 之 间 的 多 孔 件 ; 和 

设置 成 可 在 多 孔 件 上 形成 压力 差 的 抽 吸 装置 

根据 本 发 明 的 另 一 方面 ， 提 供 了 一 种 器 件 制造 方法 ， 包 括 ; 

采用 投影 系统 来 将 图 案 化 的 辐射 光束 经 由 液体 投射 到 衬 底 上 ; 
和 和 

通过 在 多 孔 件 上 提供 压力 差 来 从 菜 一 体积 中 除去 液体 ， 其 中 该 
多 孔 件 至 少 部 分 地 限制 了 该 体积 。 


附 图 说 明 

下 面 将 仅 通 过 示例 的 方式 并 参考 示意 性 附 图 来 介绍 本 发 明 的 实 
施 例 ， 在 附 图 中 对 应 的 标号 表示 对 应 的 部 分 ， 其 中 : 

图 ] 显示 了 根据 本 发 明 的 一 个 实施 例 的 光 刻 装置 ; 

图 2 和 3 显示 了 用 于 光 刻 投影 装置 的 液体 供给 系统 ; 

图 4 显示 了 用 于 光 刻 投影 装置 的 另 一 液体 供给 系统 

азат аркы Ке 

图 6 显示 了 根据 本 发 明 一 个 特定 实施 例 的 液体 去 除 装 置 ; 

图 7 是 图 6 中 一 部 分 的 放大 2 

图 8 显示 了 根据 本 发 明 一 个 特定 实施 例 的 液 依 供 给 和 去 除 系统 ; 
图 8a 显示 了 图 8 所 示 液 体 供 给 和 去 除 系统 的 一 个 变型 ; 
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图 9 显示 了 图 8 所 示 液 体 供 给 和 去 除 系 统 的 一 个 变型 ， 

图 10 显示 了 图 8 所 示 液 体 供 给 和 去 除 系统 的 另 一 个 变型 ; 

图 11 显示 了 图 8 所 示 液 体 供 给 和 去 除 系统 的 另外 一 个 变型 ; 

图 12 显示 了 根据 本 发 明 另 一 特定 实施 例 的 液体 供给 和 去 除 系 


图 13 显示 了 图 12 所 示 液 体 供给 和 去 除 系 统 的 一 个 变型 ; 
图 14 显示 了 根据 本 发 明 另 一 特定 实施 例 的 液体 去 除 系统 中 的 歧 


图 15 显示 了 图 14 所 示 歧 管 的 一 个 变型 ; 

图 16 显示 了 用 于 本 发 明 实 施 例 中 的 液体 流量 调 负 系统 ; 和 

图 17 显示 了 图 16 所 示 液 体 流 量 调节 系统 的 一 个 变型 ; 

图 18 和 19 显示 了 用 来 分 别 抽取 液体 和 和 气体 的 琢 水 性 和 亲 水 性 
毛细 管 ; 和 

图 20а 到 204 显示 了 使 用 疏水 性 和 亲 水 性 毛细 管 来 独立 地 从 通 
道中 抽取 液体 和 气体 。 


具体 实施 方式 
图 1 示意 性 地 显示 了 根据 本 发 明 的 一 个 实施 例 的 光 刻 装置 。 该 
装置 包 括 : 


-构造 成 可 调节 辐射 光束 РВ (例如 UV 辐射 或 DUV 辐射 ) 的 
照明 系统 (照明 器 IL 

-构造 成 可 支撑 图 案 形成 装置 - рді 
如 掩 模 台 ) MT， 其 与 构造 成 可 按照 一 定 参 数 精 确 地 定位 图 案 形 成 
置 的 第 一 定位 装置 PM 相连 ; 

-构造 成 可 固定 衬 底 (例如 涂 履 有 抗 蚀 剂 的 唱片 ) W 的 衬 底 台 
(例如 晶片 台 ) WT， 其 与 构造 成 可 按照 一 定 参 数 精确 地 定位 衬 底 的 
第 二 定位 装置 PW 相连 ; 和 

- 构造 成 可 将 由 图 案 形成 装置 MA 施加 给 投影 光束 PB 98% 
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投射 在 衬 底 W 的 目标 部 分 С (例如 包括 一 个 或 多 个 管 芯 ) 上 的 投 时 
系统 (例如 折射 型 投影 透镜 系统 ) PL. 

照明 系统 可 包括 用 于 对 辐射 进行 引导 、 成 形 或 控制 的 多 种 类 型 
的 光学 部 件 ， 例 如 折射 式 、 反 射 式 、 磁 式 、 电 磁 式 、 静 电 式 或 其 它 
类 型 的 光学 部 件 或 其 任意 组 合 。 

支撑 结构 支撑 即 承受 了 图 案 形 成 装置 的 重量 。 它 以 一 定 的 方式 
固定 住 图 案 形 成 装置 ， 这 种 方式 取决 于 图 案 形成 装置 的 定向 、 光 刻 

装置 的 设计 以 及 其 它 条 件 ， 例 如 图 案 形成 朔 置 是 否 固定 在 真空 环境 
下 。 支 撑 结 构 可 使 用 机 械 、 真 空 、 静 电 或 其 它 夹 紧 技 术 来 固定 住 图 
案 形 成 装置 。 支 撑 结 构 例 如 可 为 框架 或 台 ， 其 可 根据 要 求 为 固定 的 
或 可 动 的 。 支 撑 结 构 可 保证 图 案 形 成 装置 可 例如 相对 于 投影 系统 处 
于 所 需 的 位 置 。 用 语 “ 分 划 板 ”或 “ 掩 模 ” 在 本 文中 的 任何 使 用 可 
被 视 为 与 更 通用 的 用 语 “ 图 案 形 成 装置 ”有 具有 相同 的 含义 ， 

这 里 所 用 的 用 语 “ 图 案 形 成 装置 ”应 被 广义 地 解释 为 可 用 于 为 
辐射 光束 的 横 截面 施加 一 定 图 案 以 便 在 衬 底 的 目标 部 分 中 形成 图 案 
的 任何 装置 。 应 当 注 意 的 是 ， 例 如 如 果 图 案 包 括 相 移 特 征 或 所 请 的 
辅助 特征 ， 那 么 施加 于 辐射 光束 中 的 图 案 可 以 不 精确 地 对 应 于 衬 底 
目标 部 分 中 的 所 需 图 案 。 一 般 来 说 ， 施 加 于 辐射 光束 中 的 图 案 将 对 
应 于 待 形成 在 目标 部 分 内 的 器 件 如 集成 电路 中 的 特定 功能 层 

МАЖ тих КЗ ДЯ. ARVAS 置 的 例 

子 包 括 掩 模 、 可 编程 的 镜 阵列 和 可 编程 的 LCD 面板 。 掩 模 在 光 刻 领 
域 中 是 众所周知 的 ， 其 包括 例如 二 元 型 、 交 变相 移 型 和 衰减 相 移 型 
等 掩 模 类 型 ， 还 包括 各 种 混合 式 掩 模 类 型 。 可 编程 镜 阵 列 的 一 个 例 
子 采 用 微型 镜 的 算 阵 设置 ， 各 镜子 可 单独 地 倾 斜 以 沿 不 同方 向 反射 
所 入 射 的 辐射 光束 。 кент P S 如 射 光 率 中 施加 了 


这 里 所 用 的 用 语 “ 投 影 系统 ”应 被 广义 地 理解 为 包括 各 种 类 型 
系统 ， 包括 折射 式 、 ко 反射 折射 式 Ж... 电磁 式 和 
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静电 式 光学 系统 或 其 任意 组 合 ， 这 例如 应 根据 所 用 的 曝光 辐射 或 其 

它 因素 如 使 用 浸 液 或 使 用 真空 的 情况 来 适当 地 确定 。 用 语 “ 投 影 透 
镜 ” 在 本 文中 的 任何 使 用 均 应 被 视 为 与 更 通用 的 用 语 “ 投 影 系统 
具有 相同 的 含义 。 

如 这 里 所 述 ， 此 装置 为 透射 型 ( 例如 采用 了 延 射 拖 模 ) 。 或 者 ， 
此 装置 也 可 以 是 反射 型 (例如 采用 了 反射 掩 模 ) 。 

HAK 2... 
多 个 掩 模 台 ) 的 那 种 类 型 。 在 这 种 “多 级 ” 式 机 器 中 ， 附 加 的 台 
以 并 联 地 使 用 ， 或 者 可 在 一 个 或 多 个 台 上 3 2... 

个 其 它 的 台 用 于 上 曝光。 

参见 图 1， 照 明 器 IL 接收 来 自 辐射 源 SO 的 辐射 光束 。 辐 射 源 
和 光 刻 装置 可 以 是 单独 的 实体 ， 例 如 在 辐射 源 为 准 分 子 激光 器 时 ， 
在 这 种 情况 下 ， 辐 射 源 不 应 被 视 为 形成 了 光 刻 装置 的 一 部 分 ， 辐 身 
光束 借助 于 光束 传送 系统 BD АЖ SO 传递 到 照明 器 IL 中 ， 光 束 传 
送 系 统 BD 例如 包括 适当 的 引导 镜 和 /或 光束 扩展 器 。 在 其 它 情况 下 ， 
该 源 可 以 是 光 刻 汶 置 的 一 个 整体 部 分 , 例如 在 该 源 为 水 银 灯 时 。 源 SO 
和 照明 器 IL 及 光束 传送 系统 BD (如 果 有 的 话 ) 一 起 可 称 为 辐射 系 
统 。 

2. 其 用 于 调节 辐射 光束 的 角 强 度 
分 布 。 通 常 来 说 ， 至 少 可 以 调节 照明 器 的 光 瞳 面 内 的 强度 
(通常 分 别称 为 G- 外 部 和 -内 部 ) 。 - 
ЕП 通常 包括 各 种 其 它 的 器 件 ， 例 如 积分 器 IN БАЯ 55, 
бу et T en 
强度 分 布 。 

投影 光束 ЕВ 入 射 在 固定 于 支撑 结构 (例如 掩 模 台 MT) 上 的 图 
案 形 成 装置 (例如 掩 模 МА) 上 ， 并 通过 该 图 案 形 成 装置 而 图 案 化 ， 
ЕЯ МА 后 ， 投 影 光束 PB 通 о у. 
在 衬 底 W 的 目标 部 分 C 上 。 如 下 А 99775: Ж. (тпотпетѕіоп hood)IH 


па 


10 
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将 浸 液 提供 到 投影 系统 PL 的 最 后 元 件 与 衬 底 W 之 间 的 空间 内 。 

借助 于 第 二 定位 装置 PW 和 位 置 传感器 ТЕ (例如 干涉 仪 、 线 性 
编码 器 或 电容 传感器 ) ， 衬 底 台 WT 可 精确 地 移动 ， 以 便 例 如 将 不 
2. С 定位 在 辐射 光束 PB 的 路 径 中 。 类 似 地 ， 可 用 第 一 定 

KE РМ 和 男 一 位 置 传感器 (在 图 1 中 未 明确 示 出 ) 来 相对 于 辐射 
о 进行 精确 的 定位 ， 例 如 在 将 掩 模 МА 从 掩 
模 库 中 机 械 式 地 重新 取出 之 后 或 者 在 扫描 过 程 中 。 通 常 来 说 ， 借 助 
于 形成 为 第 一 定位 闭 置 PM 的 一 部 分 的 长 行程 模块 (粗略 定位 ) 和 短 
行程 模块 (精确 定位 ) ， 可 实现 掩 模 台 MT 的 运动 。 类 似 的 ， 采 用 
形成 为 第 二 定位 装置 PW 的 一 部 分 的 长 行程 模块 和 短 行程 模块 ， 可 
实现 衬 底 台 WT 的 运动 。 在 采用 分 档 器 的 情况 下 (与 扫描 器 相反 ) ， 
掩 模 台 MT 可 只 与 短 行程 致 动 器 相连 ， 或 被 固定 住 。 掩 模 MA 和 衬 
мо л л оек 
然 衬 底 对 准 标记 显示 为 占据 了 专用 目标 部 分 ， 然 而 它们 可 位 于 目标 
部 分 之 间 的 空间 内 (它们 称 为 划 线 路 线 对 准 标 记 ) 。 类 似 的 ， 在 掩 
模 MA 上 设置 了 超过 一 个 管 芯 的 情况 下 ， 掩 模 对 准 标记 可 位 于 管 芯 
2218), 

е 置 可 用 于 至 少 一 种 下 述 模 式 中 : 

， 在 步 进 模 式 中 ， 掩 模 台 MT 和 衬 底 台 WT 基本 上 保持 静止 ， 
By о. 个 图 娄 被 一 次 性 投影 到 目标 部 分 C 上 (8р 
单 次 静态 曝光 ) 。 然 后 沿 X 和 /或 Y 方向 移动 衬 底 台 WT， 使 得 不 同 
的 目标 部 分 С 被 暖 光 。 在 步 进 模式 中 ， 上 曝光 区 域 的 最 大 尺寸 限制 了 

2... C 的 大 小 。 

2， 在 扫描 模式 中 ， 掩 模 台 MT 和 衬 底 台 WT 被 同步 地 扫描 ， 
时 施加 到 投影 光束 上 的 图 案 被 投影 到 目标 部 分 C 上 ( 即 单 次 动态 跟 
Жж). АС WT 相对 于 掩 模 台 MT 的 天 度 和 方向 由 投影 系统 
放大 (缩小 ) 和 图 像 倒转 特性 采 确 定 。 在 扫描 模式 中 ， 踩 光 区 域 的 
最 大 尺寸 限制 了 单 次 动态 曝光 中 的 目标 部 分 的 宽度 ( 非 扫 描 方 向 
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上 ) ， 而 扫描 运动 的 长 度 决 定 了 目标 部 分 的 高 度 (扫描 方向 上 ) 。 

3， 在 另 一 模式 中 ， 掩 模 台 MT 基本 上 固定 地 夹 持 了 可 编程 的 图 
案 形成 装置 ， 而 衬 底 台 WT 在 施加 到 投影 光束 上 的 图 案 被 投影 到 目 
标 部 分 С 上 时 产生 运动 或 扫描 。 在 这 种 模式 中 通常 采用 了 脉冲 辐射 
源 ， 可 编程 的 图 案 形 成 装置 根据 需要 在 衬 底 台 WT 的 各 次 运动 之 后 
或 在 扫描 期 间 的 连续 辐射 脉冲 之 间 进 行 更 新 。 这 种 操作 模式 可 容易 
地 应 用 于 采用 了 可 编程 的 图 案 形成 装置 、 例 如 上 述 类 型 的 可 编程 镜 
阵列 的 无 掩 模式 光 刻 技术 。 

还 可 以 采用 上 述 使 用 模式 的 组 合 和 /或 变型 ， 或 者 采用 完全 不 同 
的 使 用 模式 。 

在 图 4 中 显示 了 有 具有 局 部 化 液体 供给 系统 的 另 一 浸入 式 光 刻 解 
决 方案 。 液 体 经 由 位 于 投影 系统 PL 两 侧 上 的 两 个 楼 式 入 口 IN 来 供 
给 ， 并 经 由 设置 在 入 口 IN 的 径 向 外 侧 的 多 个 分 散 出 口 OUT 来 除去 。 
ми IN 和 出 口 OUT 设置 在 一 块 板 中 ， 在 该 板 的 中 心 设 有 孔 ， 投 影 
光束 经 由 该 孔 来 投射 。 液 体 经 由 位 于 投影 系统 PL 一 侧 上 的 一 个 模式 
入 口 IN 来 供给 ， 并 经 由 设置 在 投影 系统 PL 另 一 侧 上 的 多 个 分 散 出 
п OUT 来 除去 ， 这 便 导 致 了 投影 系统 PL 和 衬 底 W 之 间 的 液体 的 薄 
膜 式 流动 。 选 择 使 用 入 口 IN 和 出 口 OUT 的 哪 种 组 合 取决 于 衬 底 W 
的 运动 方向 (入 口 IN 和 出 口 OUT 的 另 一 种 组 合 被 停 用 ) 。 

已 经 提出 的 具有 局 部 化 液体 供给 系统 的 另 一 浸入 式 光 刻 解 决 方 
案 是 提供 带 有 密封 件 的 液体 供给 系统 ， 该 密封 件 沿 着 投影 系统 的 最 
后 元 件 与 衬 底 台 之 间 的 空间 的 至 少 一 部 分 边界 而 延伸 。 这 种 解决 方 
案 显示 于 图 5 中 。 虽 然 在 Z 方向 ( 光 轴 方向 ) 上 可 能 存在 一 些 相 对 
运动 ， 然 而 密封 件 在 XY 平面 内 相对 于 投影 系统 基本 上 静止 。 在 密封 
件 和 衬 底 表 面 之 间 形 成 了 密封 。 

参见 图 5, 18 10 形成 了 与 投影 系统 成 像 区 域 周转 的 衬 底 之 间 
的 无 接触 式 密封 ， 使 得 液体 被 限制 成 填充 了 衬 底 表 面 与 投影 系统 最 
后 元 件 之 间 的 空间 。 储 档 由 位 于 下 方 且 国 绕 着 投影 系统 PL 的 最 后 元 
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件 的 密封 件 12 形成 。 液 体 进 入 到 投影 系统 下 方 的 空间 中 并 处 于 密封 
件 12 内 。 密 封 件 12 稍微 延伸 到 投影 系统 最 后 元 件 之 上 一 点 ， 并 且 
液 面 上 升 到 最 后 元 件 之 上 ， 从 而 提供 了 液体 缓冲 。 密 封 件 12 具有 内 
周边 ， 在 一 个 实施 例 中 ， 该 内 周边 在 上 端 处 紧密 地 顺应 着 投影 系统 
或 其 最 后 元 件 的 形状 ， 因 此 例如 可 以 是 圆 形 的 。 在 底部 处 ， 该 内 有 周 
边 紧密 地 顺应 着 成 像 区 域 的 形状 ， 例 如 为 矩形 ， 但 并 不 一 定 要 如 此 。 

液体 通过 密封 件 12 的 底部 与 衬 底 W 的 表面 之 间 的 气 封 16 而 被 
限制 在 储 模 中 。 气 封 由 气体 如 空气 或 合成 空气 形成 ， 但 在 一 个 实施 
例 中 它 可 以 是 氮气 或 另 一 惰性 气体 ， 其 在 压力 下 经 由 入 口 15 提供 到 
密封 件 12 与 衬 底 之 间 的 间 陈 中 ， 并 经 由 第 一 出 口 14 排出 。 气 体 入 
п 15 上 的 过 压 、 第 一 出 口 14 上 的 真空 度 以 及 间隙 的 几何 形状 设置 
成 使 得 存在 有 限制 了 液体 的 向 内 高 速 气流 。 这 种 系统 公开 于 美国 专 
利 申请 №о.10/705783 中 ， 该 申请 通过 引用 整体 地 结合 于 本 文中 。 

图 6 和 7 显示 了 根据 本 发 明 一 个 实施 例 的 液体 去 除 装 置 20， 其 
中 图 7 是 图 6 的 一 部 分 的 放大 视图 。 液 体 去 除 装 置 20 包括 保持 在 轻 
HRE p 下 并 且 填 充 有 浸 液 的 腔 室 。 该 腔 室 的 下 表面 由 具有 大 量 小 
孔 、 例 如 直径 du。 处 于 $ 到 50 微米 范围 内 的 小 孔 的 薄板 21 形成 ， 并 
且 保 持 在 距 将 除去 液体 的 表面 即 衬 底 W 的 表面 为 50 到 300 Xt 
内 的 高 度 he 处 。 在 一 个 实施 例 中 ， 带 孔 板 21 是 至 少 稍 具 亲 水 性 的 ， 
即 具有 相对 于 浸 液 如 水 为 小 于 90 度 的 接触 角 。 

ДА p。 设 置 成 使 得 形成 于 带 孔 板 21 的 孔 中 的 弯 月 面 22 可 防止 
气体 被 抽 入 到 液体 去 除 装 置 的 腔 室 内 。 然 而 ， 当 板 21 与 衬 底 W 上 的 
液体 接触 时 ， 不 存在 会 限制 流动 的 弯 月 面 ， 液 体 可 以 自由 地 流入 到 
液体 去 除 效 置 的 腔 室内 。 如 图 所 示 ， 尽 管 残留 有 液体 的 薄膜 ， 然 而 
这 种 装置 仍 可 从 衬 底 W 的 表面 上 除去 大 多 数 液体 。 

为 了 增加 液体 去 除 或 使 之 最 大 化 ， 带 孔 板 21 应 当 尽 可 能 薄 ， 液 
ЖЕЛ Pa 与 腔 室 压力 pe 之 间 的 压力 差 应 当 尽 可 能 高 ， 同 时 р, 与 间 
隙 内 的 气体 压力 bj 之 间 的 压力 差 应 当 低 得 足以 防止 有 相当 大 量 的 气 
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体 被 抽 入 到 液体 去 除 装 置 20 中 。 并 不 总 是 能 够 防止 气体 被 抽 入 到 液 
体 去 除 装 置 中 ， 但 带 孔 板 将 阻止 可 能 会 导致 振动 的 较 大 的 不 均匀 流 
лы ор, 光 蚀 刻 和 /或 激光 切割 制 成 的 微型 第 网 作 
为 板 21. 15 51909 AT h 57 22 Eerbeek 的 Stork Veco B.V. 制 成 。 也 可 
以 使 用 其 它 多 孔 板 或 多 孔 材 料 的 实心 体 ， 假 设 孔 阶 适 于 在 使 用 中 会 
遇 到 的 压力 差 下 保持 弯 月 面 。 

图 8 显示 了 根据 本 发 明 一 个 特定 实施 例 的 结合 于 密封 件 12 中 的 

ЖАКА NARZ Н. B 8 是 密封 件 12 一 侧 的 剖 视 图 ， 其 形成 
了 至 少 部 分 地 围绕 着 投影 系统 PL (图 8 中 未 示 出 ) 的 上 曝光 区 域 的 环 
(在 本 文中 使 用 的 环 可 以 是 圆 形 的 、 和 矩形 的 或 任何 其 它 的 形状 ) 
在 该 实施 例 中 ， 液 体 去 除 装 Е 0 каН 12 ТААН 
的 环形 腔 室 31 形成 。 腔 室 31 的 下 表面 由 如 上 所 述 的 多 孔 板 30 形成 。 
环形 腔 室 31 与 一 个 或 多 个 适当 的 系 相 连 ， 以 便 从 腔 室 中 除去 液体 并 
保持 所 需 的 负 压 。 在 使 用 中 ， 腔 室 31 充满 了 液体 ， 但 这 里 为 清楚 起 
见 其 显示 为 空 的 。 

在 环形 腔 室 31 之 外 设 有 气体 抽取 环 32 和 气体 供给 环 33。 气 体 
供给 环 33 在 其 下 部 中 设 有 窄 缝 ， 并 被 供应 了 气体 如 空气 、 人 造 空气 
或 冲洗 气体 ， 其 处 于 使 得 选 出 该 窜 颖 的 空气 形成 了 气 刀 34 的 压力 下 。 
形成 气 刀 的 气体 被 与 气体 抽取 环 32 相连 的 适当 真空 泵 所 抽取 ， 使 得 
所 得 气流 驱动 任何 残余 液体 向 内 流动 ， 在 这 里 它 被 液体 去 除 装置 和 / 
或 真空 对 所 除去 ， 该 真空 泵 应 当 能 够 耐 爱 浸 液 的 蒸气 和 /或 小 液 滴 。 
然而 ， 由 于 大 部 分 液体 被 液体 去 除 装 置 20 所 除去 ， 因 此 经 由 真空 系 
统 所 除去 的 少量 液体 不 会 导致 会 引起 振动 的 不 稳定 流动 。 

虽然 腔 室 31、 气 体 抽取 环 32、 气 体 供给 环 33 以 及 其 它 环 在 这 
里 被 描述 为 环 ， 但 它们 不 必 包 因 住 又 光 区 域 或 是 完整 的 。 在 一 个 实 
施 例 中 ， 这 种 入 口 和 出 口 可 以 仅 是 圆 形 、 短 形 或 者 部 分 地 沿 着 曝光 
区 域 的 一 侧 或 多 侧 延 伸 的 其 它 类 型 的 元 件 2... 

在 图 ВЕЖ ЯФ, 形成 气 刀 的 大 部 分 气体 经 由 气体 抽 有 
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来 被 抽取 ， 然 而 一 些 气 体 可 能 会 流入 到 浸 旱 周转 的 环境 中 ， 可 能 会 
干扰 干涉 式 位 置 测量 系统 I 下。 这 可 通过 在 气 刀 外 侧 设 置 额外 的 气体 
抽取 环 35 来 阻止 ， 如 图 8a 所 示 。 

由 于 在 该 实施 例 中 液体 去 除 系 统 可 以 除去 大 部 分 浸 液 ( 如果 不 
是 全 部 的 话 ) ， 同 时 其 设置 在 比 衬 底 W 或 衬 底 台 WT 的 表面 高 50 
到 300 微米 的 高 度 处 ， 因 此 与 采用 气体 支承 来 限制 浸 液 相 比 ， 对 窗 
封 件 重 直 位 置 的 要 求 更 不 严格 。 这 意味 着 密封 件 可 被 重 直 地 定位 ， 
并 且 设 置 更 简单 的 促 动 和 控制 系统 。 这 还 意味 着 对 衬 底 台 和 衬 底 的 
平面 度 的 要 求 降低 ， 使 得 更 容易 构造 需要 设置 在 衬 底 台 WT 的 上 表 
面 中 的 例如 传感器 的 器 件 。 

无 蒸发 地 来 去 除 大 部 分 液体 还 意味 着 可 以 减 小 温度 梯度 ， 避 免 
会 导致 印 制 误 差 的 衬 底 热 变形 。 通 过 使 用 气 刀 中 的 例如 相对 湿度 为 
约 50 到 75% 的 潮湿 气体 ， 并 且 结 合 使 用 约 100 到 500 毫 马 的 压力 降 
和 约 20 到 200 升 / 分 钟 的 流 率 ， 还 可 以 进一步 减少 蒜 发 。 

在 图 9 到 11 中 显示 了 本 发 明 的 这 一 实施 例 的 变型 。 除 了 多 和 孔 板 
30 的 形状 之 外 ， 这 些 变型 与 上 述 相同 。 

如 图 9 所 示 ， 多 孔 板 30a 可 设置 成 稍 具 角 度 ， 使 得 它 在 外 侧 较 
高 。 多 孔 板 30а 与 衬 底 W 或 衬 底 台 WT 之 间 的 增 大 的 间隙 以 及 距 上 曝 
光 区 域 中心 的 距离 政变 了 弯 月 面 11a 的 形状 ， 并 且 有 助 于 保证 浸入 在 
液体 中 的 区 域 具有 或 多 或 少 稳 定 的 宽度 。 

在 图 10 和 11 所 示 的 变型 中 , 采用 尖锐 角 部 35 ЖЕД а Па 
的 位 置 ， 谊 月 面 lla 通过 表面 张力 而 保持 在 尖锐 角 部 处 。 该 尖锐 角 部 
可 以 为 如 图 10 所 示 的 钝 角 ， 或 者 如 图 11 所 示 的 直角 ,气体 抽 取 环 22 
的 形状 可 根据 需要 来 调节 。 

在 与 图 8 类 似 的 图 12 中 显示 了 根据 本 发 明 的 另 一 特定 实施 例 的 
ЖЖМ. 

在 图 12 所 示 的 实施 例 中 ， 采 用 液体 支承 36 取代 单独 的 促 动 器 
件 12。 该 液体 或 水 压 的 支承 36 由 以 已 知 方式 
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在 压力 下 提供 给 液体 供给 腔 室 37 的 浸 液 形成 。 该 液体 可 经 由 两 相机 
取 腔 室 38 来 除去 ， 该 腔 室 38 与 能 够 处 理 两 相 流动 的 适当 系 〈 未 示 
出 ) 相连 。 气 刀 34 以 与 上 述 实施 例 中 相同 的 方式 限制 了 浸 液 。 

液体 支承 36 的 使 用 使 得 密封 件 12 保持 在 衬 底 W RATRE WT 
上 方 的 约 50 到 200 微米 的 高 度 处 ， 可 以 实现 如 上 所 述 简便 控制 和 平 
面 度 要 求 。 同 时 ， 两 相 式 抽取 减少 了 需要 在 密封 件 12 中 形成 的 腔 室 
的 数量 和 需要 设置 的 管 的 数量 。 

在 两 相 式 抽取 腔 室 38 的 底面 上 设置 了 多 孔 板 30， 以 便 控 制 到 其 
中 的 气体 和 液体 的 流动 。 通 过 适当 地 选择 该 板 中 的 孔 的 尺寸 、 数 量 
和 排列 ， 就 可 以 使 两 相 流动 稳定 ， 避 免 会 导致 振动 的 不 均匀 流动 。 
如 上 述 实 施 例 中 的 那样 ， 可 采用 微型 第 网 作为 板 30. 

另外 ， 针 对 上 述 实 施 例 ， 在 多 孔 板 30 中 设置 了 倾斜 的 或 尖锐 的 
边缘 ， 以 便 控 制 浸 液 11 中 的 弯 月 面 的 位 置 。 同 样 ， 可 通过 非常 潮湿 
的 较 大 流量 的 气 刀 34 来 去 除 任何 残留 液体 ， 还 可 以 利用 气 刀 的 压力 
来 控制 弯 月 面 的 位 置 。 

在 本 发 明 的 这 一 实施 例 以 及 其 它 的 实施 例 中 ， 密 封 件 的 处 于 浸 
液 中 的 部 分 的 形状 可 被 调节 成 为 密封 件 12 的 垂直 运动 提供 了 所 需 程 
度 的 缓冲 。 特 别 是 ， 限 制 了 液体 11 流 到 狭窄 通道 中 的 密封 件 部 分 的 
宽度 Т 及 其 面积 可 被 选择 成 提供 了 所 需 的 缓冲 。 缓 冲 量 可 由 缓冲 区 
域 的 面积 、 其 处 于 衬 底 WARRE WT 上 方 的 高 度 ho RRI RE 
о 及 其 粘度 来 决定 。 缓 冲 可 以 减轻 例如 因 不 均匀 的 流体 流动 所 叶 致 
的 振动 所 引起 的 密封 件 位 置 的 变化 。 

如 图 13 所 示 ， 还 可 采用 多 孔 板 41 来 控制 洪流 排放 部 分 40 中 的 
流动 。 图 13 所 示 的 洪流 排放 部 分 可 应 用 于 这 里 所 述 的 本 发 明 的 任 一 


实施 例 中 。 浇 流 排放 部 分 设 轩 
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中 心 为 较 大 半径 的 位 置 处 。 在 投影 系统 PL 的 最 后 元 
间 的 空间 过 度 地 填充 了 浸 液 时 ， 多 余 液 体 将 会 在 密封 件 12 的 顶部 上 
流动 并 进入 到 排放 部 分 40 中 。 排 放 部 分 40 通常 充满 了 液体 ， 并 且 
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保持 在 轻微 的 负 压 下 。 多 孔 板 41 可 防止 气体 被 抽 入 到 洪流 排放 部 分 
中 ， 但 可 允许 液体 在 需要 时 被 排 走 。 多 和 孔 板 还 可 被 设 定 成 相对 于 水 
平 呈 很 小 的 角度 。 
ДА Ж ІН 中 抽 走 两 相 流动 的 液体 排放 系统 中 所 设置 的 歧 管 50 
中 ， 还 可 以 使 用 多 孔 隔 板 。 如 图 14 所 示 ， 两 相 流动 51 被 排放 到 歧 
管 腔 室 51 中 ， 在 其 中 将 液体 和 气体 分 开 。 和 气体 通过 气体 出 口 52 而 
从 歧 管 的 顶部 处 排出 ， 气 体 出 口 52 通过 适当 的 真 室 泵 和 压力 控制 器 
而 保持 在 约 -0.1 巴 的 压力 下 。 液 体 去 除 管 53 延伸 到 层 管 底部 的 附近 
并 且 由 多 孔 板 54 所 封闭 。 液 体 去 除 管 53 保持 在 低 于 多 孔 板 54 41) 
膳 点 之 下 的 压力 如 约 -0.5 巴 下 。 通 过 这 种 设置 ， 即 使 歧 管 о 
降 到 管 53 的 底部 之 下 ， 也 不 会 有 气体 被 抽出 ， 这 便 阻 止 了 歧 管 5 
中 的 压力 产生 任何 不 希望 有 的 波动 , 这 种 波动 可 能 会 反馈 回 到 浸 音 H 
中 并 引发 京 流 。 
在 图 15 中 显示 了 该 歧 管 的 一 个 变型 。 在 该 变型 中 ， 与 针对 图 14 
所 示 的 情况 一 样 且 如 下 所 述 ， 歧 管 与 其 周转 环境 热 隔绝 。 
的 真空 流 将 导致 浸 液 蒸发 ， 引 起 了 冷却 。 如 果 歧 管 设置 成 更 接近 
刻 装 置 的 温度 敏感 部 分 如 基准 框架 或 测量 框架 4. 
的 话 ， 那 么 这 种 冷却 可 能 会 具有 不 希望 的 效果 。 
ne ee ek 在 
内 箱 和 外 箱 的 壁 之 间 存 在 有 温度 受 控 液 体 如 水 的 流动 。 度 受 控 液 
体 在 入 口 55 处 供给 ， 在 出 口 56 处 排出 。 在 两 个 箱 体 的 壁 之 间 的 空 
间 内 设置 了 一 系列 隔 片 57， 以 便 保证 不 会 有 静 液 区 。 为 了 避免 破坏 
双 壁 式 箱 体 所 提供 的 热 隔 绝 ， 没 有 隔 片 会 同时 与 内 箱 和 外 箱 接触 
温度 受 控 液体 的 流 率 确定 成 可 保证 外 箱 50b 的 温度 ҮТТЕ 
邻近 的 温度 敏感 器 件 所 引起 的 限制 之 让。 优选 还 在 外 箱 和 任何 邻近 
的 温度 敏感 器 件 之 间 设 置 气 陈 或 额外 yy 
在 图 16 中 显示 了 可 在 本 发 明 实施 例 中 使 用 的 液体 供给 系统 , 60 
包括 串联 在 一 起 的 : ЖАБАЙ 61, T ЕРЕ 
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Ж; 恒 流 限 流 器 62; Ж ЙЫЛ 63; 以 及 带 有 外 部 分 接头 的 压力 调 
节 器 64、 变 流 限 制 结构 65 和 恒 流 限制 结构 66， 其 正好 设 于 浸 单 ІН 
之 前 。 压 力 调节 器 64 的 导 引 管线 连接 在 变 流 限制 结构 65 的 下 游 ， 
КК) 告 构 66 Ф ЛАТЫ т, њар ра) 
处 于 恒 压 和 恒 束 下。 

在 图 17 中 显示 了 另 一 液体 供给 系统 60:。 除 了 下 述 内 容 之 外 ， 

其 与 液体 供给 系统 60 相同 。 作 为 压力 调节 器 64 和 固定 限制 结构 66 
йк, 设置 了 正 压 调节 器 67 1381) 68. ЕТМЕ 
计 69a,69b。 正 压 调 节 器 67 可 将 其 о у е 而 

背 压 调节 器 可 将 其 上 游 的 压力 保持 在 预定 的 水 平 ， 在 这 清 况 下 
ажа, м, ЖИЫНЫ? 2. 
作 ， 这 便 避 免 了 不 稳定 。 可 通过 调节 由 压力 调节 器 67,68 和 变 流 限制 

结构 65 所 设 定 的 压力 水 平 来 调节 该 流 率 ， 这 一 过 程 可 由 还 用 作 监 控 
目的 的 压力 传感器 69a,69b 来 辅助 进行 。 

在 光 刻 装置 中 ， 衬 底 被 固定 在 衬 底 固 定 器 (通常 称 为 圆 丘 板 
(pimple platej)、 节 瘤 板 (burl ра ®#) 上 ， 该 衬 底 固 定 器 包括 直 
径 与 衬 底 一 样 大 的 平板 ， .. 
衬 底 固定 器 设置 在 衬 底 台 (ЕЖ) 中 的 凹 部 内 ， 而 衬 底 设 置 在 衬 
底 固 定 器 之 上 。 2. 器 以 及 在 国定 器 与 衬 底 之 间 的 空间 
中 形成 了 真空 ， 使 得 衬 底 和 固定 器 被 衬 底 之 上 的 大 气压 力 夹 紧 就 位 。 
衬 底 台 中 的 止 部 必须 比 衬 底 国 定 器 和 衬 底 稍 大 一 些 ， 以 便 适 应 衬 底 
尺寸 和 布置 方面 的 偏差 。 因 此 ， 国 绕 着 衬 底 边 缘 形 成 了 狭窄 的 四 模 
或 沟 档 ， 其 中 可 能 会 聚集 浸 液 。 虽然 这 些 流体 不 会 导致 损伤 ， 然 而 
ОРО Тени 出 叫 档 。 所 产生 的 衬 底 或 补 

世 台 上 的 液 泣 在 浸 单 之 下 的 液体 谊 月 面 过 到 它们 的 时 候 可 能 会 导致 
СВ 

衬 底 国定 器 通常 由 县 有 较 低 热膨胀 系数 的 材料 例如 Zerodur 或 
ІЛЕ 制 成 。 一 些 这 种 材料 是 多 孔 性 的 ， 在 这 种 情况 下 ， 胡 面孔 唆 袖 
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me 然而 ， 已 经 提出 过 可 以 使 衬 底 固 定 
边缘 区 域 和 /或 周边 区 域 周 围 的 表面 孔 孙 不 被 填充 。 这 样 ， 当 在 
2. 装置 中 使 用 时 ， 进 入 四 模 的 浸 液 将 进入 到 衬 


底 国 定 器 的 孔隙 中 ， 不 会 ... 如 果 衬 底 固 定 
器 具有 开 孔 式 结构 ， 那 么 进入 到 其 孔 孙 内 的 浸 液 会 被 将 衬 底 和 


2... 

如 图 18 所 示 ， 可 以 设置 抽取 通道 70， 其 经 由 带 有 亲 水 性 壁 72 
的 狭 罕 毛细 管 71 与 可 从 中 仅 抽 取 液 体 的 体积 相连 ， 因 此 可 通过 适当 
的 负 压 -p 来 抽取 液体 如 水 ， 但 当 该 体积 内 无 液体 时 ， 弯 月 面 73 可 阻 
止 气体 如 空气 进入 到 其 中 。 相 反 ， 如 图 19 Рта, КЕ 
82 的 毛细 管 81 与 该 体积 相连 的 抽取 通道 80 可 抽取 气体 如 空气 ， 但 
在 存在 有 液体 如 水 时 ， 弯 月 面 83 可 阻止 进一步 的 流动 。 这 些 设置 所 
需 的 负 压 -p 的 精确 水 平 将 取决 于 所 涉及 到 的 液体 和 气体 、 毛 细 管 的 
大 小 以 及 液体 与 毛细 管 壁 的 接触 角 。 然 而 ， 对 于 005 毫米 宽 的 毛细 
管 而 言 ，20 毫 巴 的 负 压 适合 于 选择 性 地 抽取 水 或 空气 。 

可 采用 这 类 抽取 鞭 置 来 从 光 刻 装置 的 任意 所 需 部 分 中 选择 性 地 
除去 液体 或 气体 。 在 图 20a-d 中 显示 了 一 个 特别 优选 的 应 用 ， 其 中 液 
мала к ы ала у. 

таи ае сри 
满 了 液体 时 ， 通 道 70 便 抽 取 液 体 ， 使 得 存在 有 向 下 的 液体 流动 。 
поз О реи 
ү у зр 它们 不 会 进入 
到 通道 70 F. е 
排 空 。 这 样 就 可 以 防止 会 干涉 成 像 的 气泡 逸 出 。 通 过 将 液体 流 与 气 


<> ыя 
体 流 分 开 ， 就 可 以 避免 可 能 会 导致 振动 的 不 稳定 ， 共 且 降 低 菠 发 的 
冷却 效果 ， 


在 欧洲 专利 申请 No.03257072.3 中 ， 公 开 了 双 级 浸入 式 光 刻 装 置 
的 概念 。 这 种 装置 设 有 用 于 支撑 衬 底 的 两 个 台 。 采 用 处 于 第 一 位 置 
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中 的 台 在 无 浸 液 的 情况 下 进行 调 平 测 量 ， 采 用 处 于 第 二 位 置 中 的 台 
在 存在 浸 液 的 情况 下 进行 曝光 。 或 者 ， 该 装置 仅 具 有 一 个 台 。 

虽然 在 本 文中 具体 地 参考 了 IC 制造 中 的 光 刻 装置 的 使 用 ， 然 而 
应 当 理 解 ， 这 里 所 介绍 的 光 刻 装置 还 可 具有 其 它 应 用 ， 例 如 集成 光 
学 系统 、 用 于 磁 畴 存储 器 的 引导 和 检测 图 案 、 平 板 显 示 器 、 液 曲 显 
示 器 (LCD)、 薄 膜 磁头 等 的 制造 。 本 领域 的 技术 人 员 可 以 理解 ， 在 这 
种 蔡 代 性 应 用 的 上 下 文中 ， 用 语 “ 映 片 ”或 “ 管 芯 ”在 这 里 的 任何 
使 用 分 别 被 视 为 与 更 通用 的 用 语 “ 衬 底 ” 或 “目标 区 域 ” 具 有 相同 
的 含义 。 这 里 所 指 的 衬 底 可 在 上 曝光 前 或 曝光 后 例如 在 轨道 (一 种 通 
常 在 衬 底 上 施加 抗 蚀 层 并 对 暴露 出 来 的 抗 蚀 层 进行 显影 的 工具 ) 或 
度量 和 /或 检查 工具 中 进行 加 工 。 在 适当 之 处 ， 本 公开 可 应 用 于 这 些 
和 其 它 衬 底 加 工 工具 中 。 另 外 ， 衬 底 可 被 不 止 一 次 地 加 工 ， 例 如 以 
形成 多 层 JC， 因 此 ， 这 里 所 用 的 用 语 “ 衬 底 ” 也 可 指 已 经 包含 有 多 
层 已 加 工 的 层 的 衬 底 。 

这 里 所 用 的 用 语 “ 辐 射 ”和 “光束 ”用 于 包括 所 有 类 型 的 电 磅 
辐射 ， 包 括 紫 外 线 (UV) 辐 射 ( 例 如 波长 为 365,248,193,157 或 126 纳 
ж). 

用 语 “ 透 镜 ” 在 允许 之 处 可 指 多 种 光学 部 件 中 的 任意 一 种 或 其 
组 合 ， 包 括 折射 式 和 反射 式 光 学 部 件 。 

虽然 在 上 文中 已 经 描述 了 本 发 明 的 特定 实施 例 ， 然 而 可 以 理解 ， 
本 发 明 可 通过 不 同 于 上 述 的 方式 来 实施 。 例 如 在 适当 之 处 ， 本 发 明 
可 采用 含有 一 个 或 多 个 描述 了 上 述 方法 的 机 器 可 读 指令 序列 的 计算 
机 程序 的 形式 ， 或 者 存储 有 这 种 计算 机 程序 的 数据 存储 介质 (Зе 
ЖМ. малма) 的 形式 。 

本 发 明 可 应 用 于 任何 浸入 式 光 刻 装 置 ， 尤 其 是 但 非 唯一 地 用 于 
上 述 那 些 类 型 。 根 据 所 需 的 性 质 和 所 用 的 曝光 辐射 的 波 5% 
置 中 使 用 的 浸 液 可 具有 不 同 的 组 分 。 对 于 193nm 的 曝光 波长 来 说 ， 
可 以 采用 超 纯 水 或 水 基 组 分 ， 为 此 ， 浸 液 有 时 称 为 人 水， 也 可 以 使 用 


Үк 
Тер 
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与 水 有 关 的 术语 ， 例 如 亲 水 性 、 玖 水 性 、 湿 度 等 。 然 而 应 当 理 解 ， 
本 发 明 的 实施 例 可 以 使 用 其 它 类 型 的 液体 ， 在 这 种 情况 下 ， 这 种 与 
水 有 关 的 术语 应 当 被 与 所 用 浸 液 有 关 的 等 效 术 语 来 替代 。 

这 些 描述 是 示例 性 而 非 限 制 性 的 。 因 此 ， 对 本 领域 的 技术 人 员 
来 说 很 明显 ， 在 不 脱离 下 述 权利 要 求 的 范围 的 前 提 下 ， 可 以 对 本 发 
明 进 行 修改 ， 
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